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摘要(译)

本发明公开了一种自构造背景帧的电阻抗断层成像方法，该方法将来自
目标上均匀分布的电极采集的一帧EIT原始数据导入背景帧构造系统中，
在背景帧构造系统中基于EIT原始数据对称性映射过程构造并输出一帧背
景帧，通过差分EIT成像将EIT原始数据和基于该数据构造的背景帧的差
值作为已知量，通过求解推算目标内部电阻率的分布，最后输出EIT图
像；可以实现用一帧EIT原始数据重构目标内部电阻率分布图像。
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